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Abstract (en)
A patina is produced on a copper article using a reactive aqueous solution of copper salts and inorganic acid salts. A patina is produced on the
surface of a copper or copper alloy article by cleaning the surface, applying an aqueous solution of copper salts and salts of inorganic acids and
then drying while protecting against the weather. An Independent claim is also included for a reactive solution used in the above process and
comprising an aqueous solution of copper salts and inorganic acid salts, preferably together with a wetting agent and a thickener.

Abstract (de)
Die Ausbildung nattrlicher griiner Patina dauert je nach Umwelteinflissen viele Jahre. Durch Anwendung einer Reaktionslésung bestehend
aus einer wassrigen Losung von Kupfersalzen und Salzen anorganischer Sauren auf einer voroxidierten oder schon teilweise patinierten
Kupferoberflache kann direkt an der Baustelle aber auch werksseitig eine Patinaschicht auf Kupfergegenstédnden erzeugt werden. Insbesondere fir
voroxidierte oder schon teilweise patinierte Kupferoberflachen ist die Reaktionslésung gut geeignet. Auch Kupferoberflachen, die nicht vollstandig
grin patiniert sind oder beschadigt wurden, erhalten mit der Reaktionslésung eine gleichmafige Patina. Durch den Zusatz von Netzmitteln
oder Verdickern kann die Reaktionsldsung in ihrer Konsistenz verandert und auf die jeweiligen Einsatzerfordernisse abgestimmt werden. Die
Reaktionslésung ist mittels Pinsel, Rolle oder Spriihaggregat auftragbar und kann bei Raumtemperatur aufbewahrt und verarbeitet werden.
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